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キーワード／Keyword    ：リソグラフィ・露光・描画装置、成膜・膜堆積、ミラー特性 

    

１．概要（Summary） 

レーザー駆動プラズマEUV装置内において、ミラー表

面にスズによる汚染が堆積しミラー特性を劣化させること

が分かっている。本研究では、レーザー研において 1013 

cm-3程度の水素プラズマを用いたスズ汚染除去方法を研

究する。そのためEB蒸着装置でスズ蒸着により汚染サン

プル作成をする。また、リファレンスサンプルおよびクリー

ニング後のサンプルの表面および表面近傍の断面分析

を行い、クリーニングの効果を検証する。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

高精細集束イオンビーム装置 / SEM 付集束イオンビー

ム装置 / EB蒸着装置 

【実験方法】 

EB 蒸着装置により、Sn をミラー材料に蒸着した。蒸着

前に基板の温度を上昇させておくことで膜質の均質性を

改善させられる[1]ため、本実験でも 473.15 K まで蒸着

前に加熱した。作成した Sn コート試料の表面および断面

観察を高精細集束イオンビーム装置および SEM 付集束

イオンビーム装置で行い、蒸着膜厚を測定した。Snクリー

ニング実験をレーザー研にて行い、膜厚、表面形状の変

化を観察し、クリーニングの影響と速度を評価した。断面

観察には、Ga FIBを用いた断面観察を使用した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 Fig. 1に水素プラズマ中での汚染除去前後の SEM像

を示す。汚染除去処置後は基板面がより広く出ていること

がわかる。Sn は粒状に基板上に堆積しており、汚染除去

前後で大きい粒が主に残留していることがわかった。また、

Sn 粒の直径を用いて球であるという仮定から、除去され

たSn体積、 Sn平均厚みの14点平均値を求めた結果、

有意な汚染除去効果が確認された。 
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６．関連特許（Patent） 
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Fig. 1 Surface images of the sample.  

(a) before cleaning, and (b) after cleaning.  


